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一种低折射率光学镀膜材料

(57)摘要

本发明公开了一种低折射率光学镀膜材料，

所述光学镀膜材料由二氧化硅和其它添加物二

氧化锆组成，其中，二氧化硅50-99.5wt％，二氧

化锆：0.5-50wt％。
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1.一种低折射率光学镀膜材料，其特征在于：所述光学镀膜材料由二氧化硅和二氧化

锆两种材料混合组成；

所述光学镀膜材料的原料组成为，二氧化硅：50-99.5wt％，二氧化锆：0.5-50wt％；

所述光学镀膜材料的混合物是二氧化硅和二氧化锆高温熔化后所形成的混合物，熔融

温度为1800℃以上；

所述光学镀膜材料用于生产手机玻璃面板和触摸屏。
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一种低折射率光学镀膜材料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种低折射率光学镀膜材料，属于光学镀膜材料领域。

背景技术

[0002] 在光学镀膜领域，二氧化硅是最常用的低折射率光学镀膜材料，但随着技术和应

用的发展，常用的单纯二氧化硅低折射率光学镀膜材料不能满足市场更高的要求，比如手

机面板、触摸屏等的表面容易划伤。由于防指纹材料必须要以二氧化硅材料作为基底，为了

满足象手机面板、触摸屏等产品使用中表面不易划伤，又能满足防指纹材料的防油污要求，

我们特发明了以二氧化硅和二氧化锆混合物为原料的低折射率光学镀膜材料。

发明内容

[0003] 针对现有的低折射率光学镀膜材料二氧化硅在实际生产中性能的不足，本发明的

目的在于提供一种优良的低折射率光学镀膜材料。

[0004] 为了实现上述目的，本发明采取的技术方案是：

[0005] 一种低折射率光学镀膜材料，所述光学镀膜材料由二氧化硅和二氧化锆组成，其

中，二氧化硅：50-99.5wt％，二氧化锆：0.5-50wt％。

[0006] 所述光学镀膜材料的烧结温度为900℃以上，优选1200－1650℃之间。

[0007] 所述光学镀膜材料也可以是二种混合料的熔融料，该混合物熔融温度为1800℃。

[0008] 所述光学镀膜材料可用于手机玻璃面板,触摸屏及其它光学元件。

[0009] 由于手机面板、触摸屏等在日常使用中通常会受到摩擦而导致表面膜层划伤，因

而对其在光学镀膜后膜层表面的硬度和抗划伤能力提出了更高的要求，我们研制了一种二

氧化硅和二氧化锆的混合物，该混合物因二氧化锆有较高的硬度，二氧化硅材料中引入部

分二氧化锆，经烧结可形成硅酸锆化合物，该材料进入膜层后，因二氧化锆的引入，所生成

膜的硬度也得到提高。

具体实施方式

[0010] 实施例1-12的原料组份配比见表1

[0011] 将表1中各配方按重量计量比进行配比、混合，经造粒，并在900℃以上进行烧结3

个小时或在1800℃熔融3个小时，对所发明的产品进行镀膜实验，结果如下:

[0012] (镀膜条件：镀膜机直径1100，所发明材料镀膜时的蒸发速率为10A0/S，基片温度

为200℃)

[0013] 表1对比实验(镀膜实验：10A0/S，200℃)
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[0014]

[0015]

[0016] 由于ZrO2具有较高的硬度，理论上讲，ZrO2的含量越高越好，但ZrO2的折射率高，含

量过高可导致所发明光学镀膜材料的折射率变高，不利于光学性能，同时，ZrO2含量过高，

也会影响到防指纹药的防油污效果，经过实验，二氧化锆的含量低于50％。

[0017] 通过表1所列各比例，我们发明了一种SiO2-ZrO2混合物的镀膜材料，该材料提高了
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由单一二氧化硅作为低折射率光学镀膜材料所存在的不耐磨导致表面易划伤这一问题。

[0018] 最后应说明的是：显然，上述实施例仅是为了清楚地说明本申请所作的举例，而并

非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做

出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引

申出的显而易见的变化或变动仍处于本申请型的保护范围之中。
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